「第４回プロセス化学ラウンジ」参加者募集

日時：2009年11月5（木）～6日（金）　１泊２日

5日　（13：00開始予定）　6日　（昼食後解散）
会場：TKP熱海研修センター
JR熱海駅下車、タクシー10分
http://tkpatami.net/
講演者（五十音順、敬称略）

· 石川　勇人　（東京理科大学　第一工学部）
　不斉有機触媒反応を鍵反応とした生物活性化合物の全合成
· 高須　清誠　（京都大学大学院　薬学研究科）
　多置換環状化合物の迅速合成を指向した連続反応および多成分反応の開発
· 手嶋　崇雄　（田辺三菱製薬）
　NaBH4 反応活性種の in-situ 分析を用いた解析
· 初田　正典　（田辺三菱製薬）
　パラジウム炭素触媒を用いた臭化アリールのシアノ化反応
　－多官能性アリールニトリルの実用的合成法の開発－
· 林　素子　（ダイセル化学工業）
　キラルスクリーンはグリーンプロセスに貢献できるのか？
· 原部　哲治　（日本新薬）
　PPARアゴニスト NS-220 のプロセス研究
募集人員：約５０名　本学会正会員、学生会員、賛助会員に限る
参加費：18,000円　(大学関係者14,000円　学生9,000円)
参加登録方法：添付の申込用エクセルファイルに必要事項を記入の上、
ファイル名を「プロセスラウンジ申込」としてe-mail添付にて下記までご送信ください。
申込締切日：2009年10月14日（水）
申込者へ参加の諾否連絡日：2009年10月16日（金）
参加費振込締切日：2009年10月30日（金）
※申込を確認しましたら、申込確認メールを返信いたします。
　返信がない場合は、お手数ですが下記までご連絡ください。

参加申し込み先：
(株)化学工業日報社　企画局　道津直幸
〒103-8485　東京都中央区日本橋浜町3-16-8
TEL：03-3663-7932  FAX：03-3663-7861
E-mail：n_doutsu@chemicaldaily.co.jp
注意点：
１）申し込み順での受付を基本といたします。本日より受け付けています。

２）募集人数を超えた場合は、同一機関（会社、大学）からの参加者人数を
　　調整させていただくことがあります。
　　複数お申し込みの際は、可能であれば優先順をご指定下さい。

３）一定人数に達した後、調整して参加登録の諾否をご返事いたします。
　　その際に振込先をお知らせします。

４）申込書記載内容は、ラウンジ終了後に責任を持って消去いたします。

５）入金の確認を持って登録完了とします。

お問い合わせ先：

第４回プロセス化学ラウンジ　幹事

田辺三菱製薬工場(株)　鹿島工場　稲越直人

〒314-0255　茨城県神栖市砂山14

TEL：0479-46-7354

E-mail：Inakoshi.Naoto@mm.mt-pharma.co.jp
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